
JP WO2013/042737 A1 2013.3.28

10

(57)【要約】
　本発明により、複屈折性の異なる領域を二つ以上含む
パターン化光学異方性層を含む物品であって、偏光板を
介することにより視認できる潜像を有し、かつ前記潜像
を含む偏光板を介して視認される像が周期構造を含む物
品が提供される。本発明の物品には、偏光板を介して観
察される潜像に追加の視覚的効果が付与されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複屈折性の異なる領域を二つ以上含むパターン化光学異方性層を含む物品であって、偏光
板を介することにより視認できる潜像を有し、かつ前記潜像を含む偏光板を介して視認さ
れる像が周期構造を含む物品。
【請求項２】
前記周期構造の周期ピッチが、１μｍ～１０ｍｍである請求項１に記載の物品。
【請求項３】
前記潜像が周期構造を含む請求項１または２に記載の物品。
【請求項４】
複屈折性の異なる領域がレターデーションの異なる領域である請求項１～３のいずれか一
項に記載の物品。
【請求項５】
前記パターン化光学異方性層が下記（１）～（３）の工程をこの順で含む方法で形成され
たものである請求項１～４のいずれか一項に記載の物品：
（１）液晶性化合物を含む組成物からなる層を加熱または光照射する工程；
（２）該層にパターン露光を行う工程；
（３）得られた層を５０℃以上４００℃以下に加熱する工程。
【請求項６】
前記の偏光板を介して視認される像が周期構造と非周期構造とを含む、請求項１～５のい
ずれか一項に記載の物品。
【請求項７】
前記の偏光板を介して視認される像が周期構造のみからなる請求項１～５のいずれか一項
に記載の物品。
【請求項８】
前記物品がさらに印刷層を含む請求項１～７のいずれか一項に記載の物品。
【請求項９】
レンズ集合体シート、偏光板、および前記レンズ集合体シートのレンズの周期に対応して
、前記周期構造がデザインされた請求項１～８のいずれか一項に記載の物品の組み合わせ
。
【請求項１０】
前記周期構造の周期ピッチが前記レンズ集合体シートのレンズの周期ピッチの０．１倍～
０．９９９倍または１．００１倍～２．０倍である請求項９に記載の組み合わせ。
【請求項１１】
万線シート、偏光板、および前記万線シートの平行線の周期に対応して、前記周期構造が
デザインされた請求項１～８のいずれか一項に記載の物品の組み合わせ。
【請求項１２】
請求項１～８のいずれか一項に記載の物品の潜像を確認するための、レンズ集合体層と偏
光層とを含むシートであって、前記物品の周期構造に対応して前記レンズ集合体層のレン
ズの周期が選択されているシート。
【請求項１３】
請求項１～８のいずれか一項に記載の物品と、レンズ集合体層および偏光層を含むシート
との組み合わせであって、前記物品の周期構造が前記シートの前記レンズ集合体層のレン
ズの周期に対応してデザインされている組み合わせ。
【請求項１４】
請求項１～８のいずれか一項に記載の物品の潜像を確認するための、万線を有する層と偏
光層とを含むシートであって、前記物品の周期構造に対応して前記万線の周期が選択され
ているシート。
【請求項１５】
請求項１～８のいずれか一項に記載の物品と万線を有する層および偏光層を含むシートと
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の組み合わせであって、前記物品の周期構造が前記シートの前記万線の周期に対応してデ
ザインされている組み合わせ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は潜像を有する物品に関する。より詳しくは、本発明は偏光性を有しない光源で
は不可視であるが、偏光フィルタを介することにより可視化することが可能となる潜像に
おいて、追加の効果が付与された潜像が視認できる物品に関する。また、本発明は、この
ような物品の潜像の確認に用いるためのシートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複屈折パターンを有する物品は、偏光性を有しない光源では不可視であるが、偏光フィ
ルタにより可視化することが可能となる潜像を有する。複屈折パターンを有する物品の一
例の製造方法については特許文献１、２に記載があり、それら物品を偽造防止のために応
用することが提案されている。
【０００３】
　偽造防止効果を高めるためには、潜像はより複雑であることが好ましい。この目的のた
め、潜像に立体視効果などを加えること、特殊な媒体を利用して確認できる効果を加える
ことなどが考えられる。
　媒体を介して確認できる画像効果としては特許文献３または４に記載のようなレンチキ
ュラレンズやレンズ集合体シートを使用して得られる立体視効果が従来から知られている
。しかし、複屈折パターンは、偽造防止判定の際に、偏光フィルタを所定の方向に配した
上で、該偏光フィルタを介して観察する必要があり、これに加えてさらにレンチキュラレ
ンズ等を加えた観察を行うためには、観察の際、または、観察媒体の作製において、厳密
な位置合わせが必要となる。
【０００４】
　特許文献５には、モアレパターンを有する層を追加で設け、モアレパターン上に像を設
けることが開示されている。しかし、このような構成では、偽造防止媒体に追加の層が必
要となり、潜像部分が厚くなりやすく、特にチケットなどの薄い機材に貼付して使用され
る場合などには好ましくない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－６９７９３号公報
【特許文献２】特開２０１０－１１３２４９号公報
【特許文献３】特開平９－１４６０４５号公報
【特許文献４】特許４６８５１０１号
【特許文献５】特開２００５－９６２６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、偏光板を介して観察される潜像に追加の視覚的効果が付与されている複屈折
パターンを有する物品を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記課題の解決のために様々な複屈折パターンによる潜像デザインを試
み、その潜像に周期的構造を含ませることにより、立体視効果や潜像内の潜像を得ること
が可能であることを見出し、本発明の完成に至った。
【０００８】
　すなわち、本発明は、以下［１］～［１２］を提供するものである。
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［１］複屈折性の異なる領域を二つ以上含むパターン化光学異方性層を含む物品であって
、偏光板を介することにより視認できる潜像を有し、かつ前記潜像を含む偏光板を介して
視認される像が周期構造を含む物品。
［２］前記周期構造の周期ピッチが、１μｍ～１０ｍｍである［１］に記載の物品。
［３］前記潜像が周期構造を含む［１］または［２］に記載の物品。
［４］複屈折性の異なる領域がレターデーションの異なる領域である［１］～［３］のい
ずれか一項に記載の物品。
【０００９】
［５］前記パターン化光学異方性層が下記（１）～（３）の工程をこの順で含む方法で形
成されたものである［１］～［４］のいずれか一項に記載の物品：
（１）液晶性化合物を含む組成物からなる層を加熱または光照射する工程；
（２）該層にパターン露光を行う工程；
（３）得られた層を５０℃以上４００℃以下に加熱する工程。
［６］前記の偏光板を介して視認される像が周期構造と非周期構造とを含む、［１］～［
５］のいずれか一項に記載の物品。
【００１０】
［７］前記の偏光板を介して視認される像が周期構造のみからなる［１］～［６］のいず
れか一項に記載の物品。
［８］前記物品がさらに印刷層を含む［１］～［７］のいずれか一項に記載の物品。
［９］レンズ集合体シート、偏光板、および
前記レンズ集合体シートのレンズの周期に対応して、前記周期構造がデザインされた［１
］～［８］のいずれか一項に記載の物品の組み合わせ。
［１０］前記周期構造の周期ピッチが前記レンズ集合体シートのレンズの周期ピッチの０
．１倍～０．９９９倍または１．００１倍～２．０倍である［９］に記載の組み合わせ。
【００１１】
［１１］万線シート、偏光板、および
前記万線シートの平行線の周期に対応して、前記周期構造がデザインされた［１］～［８
］のいずれか一項に記載の物品の組み合わせ。
［１２］［１］～［８］のいずれか一項に記載の物品の潜像を確認するための、レンズ集
合体層と偏光層とを含むシートであって、前記物品の周期構造に対応して前記レンズ集合
体層のレンズの周期が選択されているシート。
［１３］［１］～［８］のいずれか一項に記載の物品と、レンズ集合体層および偏光層を
含むシートとの組み合わせであって、前記物品の周期構造が前記シートの前記レンズ集合
体層のレンズの周期に対応してデザインされている組み合わせ。
【００１２】
［１４］［１］～［８］のいずれか一項に記載の物品の潜像を確認するための、万線を有
する層と偏光層とを含むシートであって、前記物品の周期構造に対応して前記万線の周期
が選択されているシート。
［１５］［１］～［８］のいずれか一項に記載の物品と万線を有する層および偏光層を含
むシートとの組み合わせであって、前記物品の周期構造が前記シートの前記万線の周期に
対応してデザインされている組み合わせ。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明により、偏光板を介して観察される潜像に追加の視覚的効果が付与されている複
屈折パターンを有する物品が提供される。また、本発明によっては、このような物品の潜
像の確認に用いるためのシートが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】基本的な複屈折パターンを有する物品（透過型および反射型）の構成を模式的に
示す図である。
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【図２】支持体上にパターン化光学異方性層を有する複屈折パターンを有する物品の構成
を模式的に示す図である。
【図３】配向層を有する複屈折パターンを有する物品の構成を模式的に示す図である。
【図４】粘着層を有する複屈折パターンを有する物品の構成を模式的に示す図である。
【図５】印刷層を有する複屈折パターンを有する物品の構成を模式的に示す図である。
【図６】力学特性制御層および転写層を有する転写型の複屈折パターンを有する物品の構
成を模式的に示す図である。
【図７】添加剤層を有する複屈折パターンを有する物品の構成を模式的に示す図である。
【図８】パターン化光学異方性層を複数有する複屈折パターンを有する物品の構成を模式
的に示す図である。
【図９】周期的なレターデーションパターンを有する層と非周期的なレターデーションパ
ターンを有する層とを含む本発明の物品をレンズ集合体シートおよび偏光板で観測する場
合を模式的に示す図である。
【図１０】周期的なレターデーションパターンを有する層と別の周期的なレターデーショ
ンパターンを有する層とを含む本発明の物品を偏光板で観測する場合を模式的に示す図で
ある。
【図１１】実施例１で行った露光のパターンを示す図である。
【図１２】実施例１で作製した物品をレンズ集合体シートおよび偏光板で観測する場合を
模式的に示す図である。
【図１３】実施例１で作製した物品周期構造部分の周期と構造単位の大きさの関係を示す
図である。
【図１４】実施例２で行った露光のパターンを示す図である。
【図１５】実施例２で作製した物品を万線シートおよび偏光板で観測する場合を模式的に
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　なお、本明細書において「～」とはその前後に記載される数値を下限値および上限値と
して含む意味で使用される。
【００１６】
　本明細書において、レターデーションは透過または反射の分光スペクトルから、Ｊｏｕ
ｒｎａｌ ｏｆ Ｏｐｔｉｃａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ ｏｆ Ａｍｅｒｉｃａ，ｖｏｌ．３９，
ｐ．７９１－７９４（１９４９）や特開２００８－２５６５９０号公報に記載の方法を用
いて位相差に換算する、スペクトル位相差法を用いて測定することができる。前記文献は
透過スペクトルを用いた測定法であるが、特に反射の場合は、光が光学異方性層を２回通
過するため、反射スペクトルより換算された位相差の半分を光学異方性層の位相差とする
ことができる。レターデーションは特に指定がなければ正面レタ－デーションを指す。本
明細書におけるレターデーションは、Ｒ、Ｇ、Ｂに対してそれぞれ６１１±５ｎｍ、５４
５±５ｎｍ、４３５±５ｎｍの波長で測定されたものを意味し、特に色に関する記載がな
ければ５４５±５ｎｍの波長で測定されたものを意味する。
【００１７】
　本明細書において、レターデーションについて「実質的に」とは、レターデーションが
±５％以内の差であることを意味する。さらに、レターデーションが実質的に０とは、レ
ターデーションが５ｎｍ以下であることを意味する。また、屈折率の測定波長は特別な記
述がない限り、可視光域の任意の波長を指す。なお、本明細書において、「可視光」とは
、波長が４００～７００ｎｍの光のことをいう。
【００１８】
［潜像］
　本明細書において、潜像とは、偏光性を有しない光源では不可視であるが、偏光フィル
タにより可視化することが可能となる像を意味する。本発明において、偏光フィルタによ
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り可視化することが可能となる像は、複屈折パターンにより得られる。本発明の複屈折パ
ターンを有する物品は、潜像を含む偏光板を介して観測される像が、周期構造を有するこ
とを特徴とする。すなわち、潜像と印刷などによる非潜像を組み合わせた像が周期構造を
有することを特徴とする。本発明の複屈折パターンを有する物品は、潜像のみで周期構造
を有していることが好ましい。
【００１９】
［複屈折パターンの定義］
　複屈折パターンとは、広義には複屈折性の異なる２つ以上の領域が２次元の面内または
３次元的に配置されて描かれたパターンを差す。なお特に２次元の面内においては、複屈
折性は屈折率が最大となる遅相軸の方向と領域内のレターデーションの大きさの２つのパ
ラメータにより定義される。例えば液晶性化合物による位相差フィルムなどにおける面内
の配向欠陥や厚み方向の液晶の傾斜分布も広義には複屈折パターンと言えるが、狭義には
あらかじめ決めたデザインなどを基に、意図して複屈折性を制御してパターン化したもの
を複屈折パターンと定義することが望ましい。複屈折パターンは特に記載しない限り、複
数層に渡っていてもよく、複数層のパターンの境界は一致していても異なっていてもよい
。
【００２０】
［本発明の物品］
　本発明の物品は、パターン化光学異方性層を含む。本発明の物品は、パターン化光学異
方性層のほか、後述する各種機能層を含んでいてもよい。本発明の物品は、基材上に直接
、または他の層を介して後述の光学異方性層を塗布し、乾燥、パターン露光などの工程を
経て形成されたものであってもよく、仮支持体および接着層等を有する複屈折パターン転
写箔から、所定のプロセスを経ることによりパターン化光学異方性層を基材となる物品に
転写させて形成されたものであってもよい。複屈折パターン転写箔を用いる態様について
は特開２０１０－１１３２４９号公報の記載を参照できる。なお、本明細書において「パ
ターン化光学異方性層」とは複屈折パターンを有する光学異方性層のことであり、複屈折
性の異なる領域を２つ以上有する光学異方性層を意味する。パターン化光学異方性層は複
屈折性の異なる領域を３つ以上有することがさらに好ましい。複屈折性が同一である個々
の領域は連続的形状であっても非連続的形状であってもよい。パターン化光学異方性層は
例えば、後述のように、液晶性化合物を含む組成物から形成された層を用い、パターン露
光を含む方法で複屈折のパターンを形成することによって作製することができるが、複屈
折性が異なる領域を有する層であれば作製方法は特に限定されない。
【００２１】
 [基材]
　基材は、通常、複屈折パターンによる潜像が付与されていない物品に対応し、後述の支
持体が基材に対応している場合もある。基材としては、例えば、紙製の物品、プラスチッ
ク製の物品、金属製の物品等が挙げられる。具体的な基材の例としては特に限定されない
がプリペイドカードやＩＤカードなどに用いられるプラスチックカード、各種証明書、有
価証券、商品券、高級ブランド品、化粧品、薬品、タバコ等の商品パッケージ等が挙げら
れる。また金属反射面を有する物品をより好ましく用いることができる。このような基材
の例としてはデジタルカメラ表面、腕時計裏面、懐中時計裏面、パソコン筐体表面、携帯
電話表面および裏面、携帯音楽プレーヤー表面および裏面、化粧品や飲料の蓋、菓子や医
薬品に用いられるＰＴＰ包装の表面および裏面、薬品包装用の金属缶表面、貴金属表面、
宝飾品表面、または上に挙げた金属反射面を有する物品を包む透明包装があげられる。
　パターン化光学異方性層が自己支持性を有する場合などにおいては、基材（支持体）を
含まずに、本発明の物品を構成できる場合もある（例えば、パターン化光学異方性層のみ
からなるフィルムなど。）
【００２２】
[周期的な構造]
　本明細書において、「周期的な構造」とは、所定の単位構造の繰り返しから成る構造を
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意味する。
　周期的な構造は、所定の単位構造が一定間隔に並んでいる構造であってもよく、所定の
単位構造が一定の規則性で間隔を変えながら並んでいる構造などであってもよい。すなわ
ち、「周期的な構造」とは単にランダムではない構造を意味する。所定の単位構造は大き
さ及び色が同じであってもよく、大きさもしくは色、または大きさおよび色が異なってい
てもよい。
【００２３】
　偏光板を介して観測される像を周期的な構造を含む構造とすることにより、偏光板を介
して観測される像に追加の視覚的効果を与えることができる。偏光板を介して観測される
周期構造の周期ピッチは、１μｍ～１０ｍｍ程度であればよく、５μｍ～２０００μｍが
好ましく、１０μｍ～１０００μｍがより好ましい。偏光板を介して観測される像は潜像
と印刷層などに由来する非潜像を含むものであってもよい。潜像のみで周期的な構造を含
んでいることも好ましい。通常、潜像を周期的な構造とするためには、複屈折パターンを
周期的な構造とすればよい。
【００２４】
　この追加の視覚的効果は、偏光板に加えて追加のシートを介して、本発明の物品を観察
することにより確認できるものであることが好ましい。追加のシートとしては、レンズ集
合体シート、または万線シートが好ましい例として挙げられる。以下、レンズ集合体シー
ト、万線シートについて、それぞれ説明する。
【００２５】
　レンズ集合体シートとは、レンズ（好ましくは凸レンズ）が縦横に一定間隔で複数存在
するシートである。レンズ集合体シートは、例えば、プラスチック材料を、所望の形状を
有する金型を用いて整形する方法により作製できる。この際、用いるプラスチック材料は
、熱可塑性のものでもよいし、UV硬化性のものでもよい。市販のレンズ集合体シートとし
て、例えば、日本特殊光学樹脂（株）製のフライアイレンズ・レンズアレイまたはグラパ
ックジャパン（株）製のマイクロレンズアレイシートなどを使用できる。レンズ集合体シ
ートにおけるレンズの間隔（レンズピッチ）は、特に限定されないが、10μｍ～5000μｍ
程度であればよく、好ましくは50μｍ～1000μｍであればよく、より好ましくは100μｍ
～500μｍであればよい。偏光板に加えて、さらにレンズ集合体シートを介して観察した
像が立体視効果を呈するようにするためには、使用するレンズ集合体シートのレンズピッ
チと、レンズ中心と複屈折パターンとの距離、および所望の立体視効果に応じて、以下の
式にしたがって、偏光板を介して観察される像（好ましくは潜像）の周期構造のデザイン
を行えばよい。
【００２６】
【数１】
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【００２７】
　例えば観察者側に近い側にレンズシート、観察者より遠い側に偏光板を介して観察され
る像が積層されている場合、観察される像のピッチがレンズピッチより小さい場合には像
が拡大されかつ観察者からみてより遠い方向に沈み込むように見える効果が、観察される
像のピッチがレンズピッチより大きい場合には像が拡大あるいは縮小されかつ観察者から
みて近い方向に浮き上がるように見える効果が与えられる。またいずれの場合においても
、観察される像のピッチがレンズピッチに近ければ近いほど強い沈み込み、あるいは浮き
上がり効果が与えられ、同時に観察される像のピッチがレンズピッチに近ければ近いほど
より大きく拡大されて観察される。なお、観察される像のピッチがレンズピッチと全く同
一である場合にはいずれの効果も与えられない。
【００２８】
　偏光板を介して観察される像の周期ピッチがレンズピッチより小さい場合、観察される
像の周期ピッチとしてはレンズピッチの０．１倍から０．９９９倍であればよく、０．２
倍から０．９９８倍が好ましく、０．５倍から０．９９５倍がより好ましい。観察される
像の周期ピッチがレンズピッチの０．１倍よりも小さいと十分な視覚上の効果が得られず
、観察される像の周期ピッチがレンズピッチの０．９９９倍より大きい場合には理論上は
大きな効果が得られるものの製造上の精度を保つことが難しい。
【００２９】
　偏光板を介して観察される像の周期ピッチがレンズピッチより大きい場合、観察される
像の周期ピッチとしてはレンズピッチの１．００１倍から２倍であればよく、１．００２
倍から１．８倍が好ましく、１．００５倍から１．５倍がより好ましい。観察される像の
周期ピッチがレンズピッチの２．０倍よりも大きいと十分な視覚上の効果が得られず、観
察される像の周期ピッチがレンズピッチの１．００１倍より小さい場合には理論上は大き
な効果が得られるものの製造上の精度を保つことが難しい。
【００３０】
　なお、周期構造を有する潜像のデザインにおいては、大石則司著、“モアレ干渉を応用
した周期立体像の研究”,映像情報メディア、学会技術報告,VOL.34,NO.24,pp.15-28(2010
.6)を参照できる。
【００３１】
　万線シートとは、規則的に密に並んだ平行線を有するシートである。万線シートは、PE
T（ポリエチレンレテフタレード）などの透明シート（例えばOHP用シート）に、所望のス
トライプデザインを、熱転写性インキを用いて所望のストライプデザインを転写して作製
することもでき、または所望のストライプデザインを有するフォトマスクを用いて蒸着し
て作製することもできる。
　本発明の複屈折パターンを有する物品を観察するための万線シートは平行線が、完全に
光を遮断する部分と、透明部分の繰り返しにより構成されていることが好ましい。また本
発明の複屈折パターンを有する物品と万線シートの特定の位置合わせを不要にするために
、それらの部分はすべて同じ幅であることが好ましい。本発明の複屈折パターンを有する
物品における偏光板を介して観察される像（好ましくは潜像）は使用する万線シートにス
トライプデザインに対応してデザインされる。
　例えば、互いに同じ幅の、完全に光を遮断する部分と、透明部分との繰り返しにより構
成されている万線シートを用いる場合、本発明の物品における偏光板を介して観測される
像は同幅の縞模様上でデザインすればよい。
【００３２】
［複屈折パターンを有する物品の応用］
　本発明の物品表面の複屈折パターンは通常はほぼ無色透明で、ほとんど視認できないか
、印刷層などに基づく像が視認できるのみである一方で、偏光板を介した場合においては
、追加の特徴的な明暗、あるいは色を示し容易に目視で認識でき、さらに好ましくは追加
のシートを用いて確認できる立体視効果等が得られる。この性質を生かして、本発明の物
品は、例えば偽造防止手段として利用することができる。すなわち、複屈折パターン有す
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る物品は、偏光板を用いることで通常の目視ではほぼ不可視である多色の画像が識別する
ことができる。複屈折パターンは偏光板を介さずにコピーしても何も映らず、逆に偏光板
を介してコピーすると永続的な、つまりは偏光板無しでも目視可能なパターンとして残る
。従って複屈折パターンの複製は困難である。このような複屈折パターンの作製法は広ま
っておらず、材料も特殊であることから、偽造防止手段として用いるに適していると考え
られる。
【００３３】
　本発明の物品表面の複屈折パターンは、潜像によるセキュリティ効果だけでなく、例え
ばパターンをバーコード、ＱＲコードのようにコード化することによって、デジタル情報
との連携を図ることができ、さらにはデジタル暗号化も可能となる。また、前述のように
高解像度潜像を形成することで偏光板を介しても肉眼では見分けがつかないマイクロ潜像
印刷にでき、さらにセキュリティを高めることができる。他にもＵＶ蛍光インク、ＩＲイ
ンクなどの不可視インクによる印刷との組み合わせでもセキュリティを高めることができ
る。
【００３４】
　複屈折パターンを転写された物品には、セキュリティだけでなく他の機能の付与、例え
ば値札や賞味期限などの製品情報表示機能、水につけると色が変色するインクを印刷する
ことによる水没検知機能と組み合わせることも可能である。
【００３５】
［本発明の物品の構成］
　本発明の複屈折パターンを含む物品は少なくとも一層のパターン化光学異方性層を有す
る。本明細書において「パターン化光学異方性層」とは複屈折性が異なる領域をパターン
状に有する光学異方性層を意味する。パターン化光学異方性層は例えば特開２００９－６
９７９３号公報の段落「００５３」～「０１４６」に記載の複屈折パターン作製材料を用
いて容易に作製することができるが、複屈折性が異なる領域をパターン状に有する層であ
れば作製方法は特に限定されない。
　本発明の物品において、潜像のみで周期的な構造を含む像を形成している場合は、「パ
ターン化光学異方性層」の複屈折性が異なる領域のパターンが周期的な構造を含むもので
あればよい。このとき、非周期的な構造を同時に含んでいてもよい。
　図では複屈折性が異なる領域を１０１Ａ、１０１Ｂ、１０１Ｃとして例示する。
【００３６】
　図１（ａ）、（ｂ）はそれぞれ、最も基本的な透過型および反射型の本発明の物品の構
成を示す。
【００３７】
　透過型の場合、パターン化光学異方性層を挟んで、光源および観測点は反対側にあり、
偏光フィルタなどを用いて作製された偏光光源から出た光がパターン化光学異方性層を通
過して面内で異なる楕円偏光が出射され、観測点側でさらに偏光フィルタを通過させて情
報を可視化する。ここで偏光フィルタは直線偏光フィルタでも円偏光フィルタでも楕円偏
光フィルタでもよく、偏光フィルタ自身が複屈折パターンまたは二色性パターンを有して
いてもよい。
【００３８】
　反射型の場合、光源および観測点はいずれも、パターン化光学異方性層から見て片側に
あり、反対側の面には反射層がある。偏光フィルタなどを用いて作製された偏光光源から
出た光がパターン化光学異方性層を通過、反射層で反射して再び複屈折パターンを有する
物品を通過して面内で異なる楕円偏光が出射され、観測点側でさらに偏光フィルタを通過
させて情報を可視化する。ここで偏光フィルタは直線偏光フィルタでも円偏光フィルタで
も楕円偏光フィルタでもよく、偏光フィルタ自身が複屈折パターンまたは二色性パターン
を有していてもよい。また、光源と観測で同一の偏光フィルタを用いてもよい。反射層１
３は反射性の高いホログラム層や電極層などと兼ねてもよい。反射層は支持体からみてパ
ターン化光学異方性層側でも反対側でもよいが、支持体の制約が少ないことからパターン
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化光学異方性層側であることが好ましい。
【００３９】
　さらに反射層は部分的に光を反射し、部分的に光を透過する半透過半反射層でもよく、
その場合複屈折パターンを有する物品は透過、反射の両方の画像を可視化させることがで
きるだけでなく、複屈折パターンを有する物品の半透過半反射層の下側にある文字や画像
などの一般的な情報を光学異方性層の上側からフィルタなしに視認することができる。
【００４０】
　図２（ａ）、（ｂ）は支持体又は仮支持体（１１）上にパターン化光学異方性層１０１
を有する、それぞれ透過型、反射型の例である。仮支持体の場合、仮支持体を剥離後、粘
着剤や接着剤を用いて対象とする物品にパターン化光学異方性層１０１を転写することも
可能である。
【００４１】
　図３（ａ）、（ｂ）に示す複屈折パターンを有する物品は配向層１４を有する例である
。パターン化光学異方性層１０１として、液晶性化合物を含む溶液を塗布乾燥して液晶相
を形成した後、加熱または光照射して重合固定化した光学異方性層から形成された層を用
いる場合、配向層１４は液晶性化合物の配向を助けるための層として機能する。
【００４２】
　図４（ａ）～（ｄ）は粘着層１５を有する物品の例である。シールラベルのような物品
を作製するときに粘着層が必要となる。一般に粘着層には離型紙または離型フィルムが貼
合されており、実用性の観点から好ましい。さらには、一旦対象物に貼合した後、剥離し
ようとすると特定のパターンで対象物に粘着剤が残るような特殊粘着層でもよい。
【００４３】
　図５（ａ）～（ｄ）は印刷層１６を有する物品の例である。印刷層は、偏光板を介して
観察された際に不可視な複屈折パターン（潜像）と組み合わせれ観測され、周期的な構造
を含む像となる像を与えていてもよい。また、印刷層による画像は、潜像とは独立して形
成されたものであってもよい。印刷は、ＵＶ蛍光染料やＩＲ染料などによる不可視なセキ
ュリティ印刷であってもよい。印刷層はパターン化光学異方性層の上でも下でも、さらに
は支持体からみてパターン化光学異方性層と反対側でもよい。印刷層に透過性があれば複
屈折パターンによる潜像をフィルタで可視化した際、印刷と潜像が重なって見えるように
なる。
【００４４】
　図６（ａ）～（ｄ）は力学特性制御層１７および転写層１８を有する転写型の複屈折パ
ターンを有する物品の例である。力学特性制御層は転写層が対象物に接触した際、所定の
条件を満たしたときに対象物に光学異方性層が転写するように剥離性をコントロールする
層である。力学特性制御層としては、隣接する層との剥離性を付与する剥離層や、転写時
に均一に応力をかけることにより転写性を向上させるクッション層のようなものが挙げら
れる。転写層としては一般的な粘着剤、接着剤の他、熱により接着性を発現するホットメ
ルト接着剤、紫外線照射によって接着性を発現するＵＶ接着剤、さらには接着剤を転写し
たいパターンに印刷した層が挙げられる。図には示さないが、配向層と力学特性制御層を
兼ねてもよい。また、反射層のない転写型材料でも、対象物が反射性を有していれば反射
型にすることができる。
【００４５】
　図７（ａ）～（ｄ）は、表面層１９を有する例を示す。表面層は、表面保護のためのハ
ードコート層、指紋付着やマジックペンによる落書き防止の撥水層、タッチパネル性を付
与する導電層、赤外線を透過させないことにより赤外線カメラで見えなくする遮蔽層、左
右円偏光のいずれかを通過させないことにより円偏光フィルタで画像を見えなくする円偏
光選択反射層、光学異方性層に感光性を付与する感光層、ＲＦＩＤのアンテナとして作用
するアンテナ層、水没した際に変色するなどして水没を検知する水没検知層、温度により
色の変わるサーモトロピック層、潜像の色を制御する着色フィルタ層、透過型で光源側の
偏光／非偏光を切り替えると潜像が可視化する偏光層、磁気記録性を付与する磁性層等の
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他、マット層、散乱層、潤滑層、感光層、帯電防止層、レジスト層などが挙げられる。表
面層はパターン化光学異方性層（またはパターン化光学異方性層を形成するための層）に
可塑剤や光重合開始剤を後から添加するための添加剤層に対応していてもよい。
【００４６】
　図８（ａ）～（ｃ）に示す複屈折パターンを有する物品は、パターン化光学異方性層を
複数有するものである。複数の光学異方性層の面内遅相軸は同一でも異なっていてもよい
。複数の光学異方性層の複屈折性が異なる領域は互いに同一でも異なっていてもよい。例
えば、周期的なレターデーションパターンを有する層と非周期的なレターデーションパタ
ーンを有する層を含んでいてもよい（例えば図９）。または周期的なレターデーションパ
ターンを有する層と別の周期的なレターデーションパターンを有する層とを含んでいても
よい（例えば図１０）。図１０に示すような構造では、視野角１で観測した場合と、視野
角２で観測した場合において、観測される画像が異なる。すなわち、異なる周期的なレタ
ーデーションパターンを有する層の組み合わせにより、観測する角度によって発現する色
や周期性が異なる画像のデザインが可能である。
【００４７】
　図には示さないが、パターン化光学異方性層は３つ以上あってもよい。レターデーショ
ンあるいは遅相軸の向きが互いに異なる光学異方性層を２層以上設け、それぞれに独立し
たパターンを与えることにより、さらに多彩な機能を有する潜像を形成することができる
。
【００４８】
［パターン化光学異方性層］
　パターン化光学異方性層は、複屈折性の異なる領域を２つ以上有する光学異方性層であ
るかぎり、その種類や製法等は、特に限定されない。例としては、上述の特開２００９－
６９７９３号公報に記載の光学異方性層から所定の工程を経て作製されたものがあげられ
る。光学異方性層は液晶性化合物を含む組成物から形成された層であることが好ましい。
温度変化や湿度変化を小さくできることから、液晶性化合物は反応性基を有する棒状液晶
性化合物または円盤状液晶性化合物が好ましい。また、前記組成物は、１液晶分子中の反
応性基が２以上ある液晶性化合物を少なくとも１つ含むことがさらに好ましい。２種以上
の液晶性化合物の混合物の場合、少なくとも１つが２以上の反応性基を有していることが
好ましい。
【００４９】
　好ましくは、架橋機構の異なる２種類以上の反応性基を有する液晶性化合物を用い、条
件を選択して２種類以上の反応性基の一部の種類のみを重合させることにより、未反応の
反応性基を有するポリマーを含む光学異方性層を作製するとよい。架橋機構としては縮合
反応、水素結合、重合など特に限定はないが、２種以上のうち少なくとも一方は重合が好
ましく、２種類以上の異なる重合を用いることがさらに好ましい。一般に架橋反応は、重
合に用いられるビニル基、（メタ）アクリル基、エポキシ基、オキセタニル基、ビニルエ
ーテル基だけでなく、水酸基、カルボン酸基、アミノ基なども用いることができる。好ま
しい、棒状液晶性化合物の具体例としては、特開２００９－６９７９３号公報に記載のも
のがあげられる。
【００５０】
　光学異方性層に所定の工程を行ってパターン化光学異方性層を作製し、さらに必要に応
じて追加の層を形成することにより複屈折パターンを有する物品を作製することができる
。パターン化光学異方性層の作製に際して行う工程は特に限定されないが、例えば、パタ
ーン露光、加熱、熱書き込みなどが挙げられる。好ましくは光学異方性層を含む複屈折パ
ターン作製材料にパターン露光と加熱をこの順で行うことにより、効率的にパターン化光
学異方性層を作製することができる。
【００５１】
［パターン露光］
　本明細書において、パターン露光とは、複屈折パターン作製材料の一部の領域のみが露
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光されるように行う露光又は２つ以上の領域に互いに露光条件の異なる露光を意味する。
互いに露光条件の異なる露光には、未露光（露光しないこと）が含まれていてもよい。パ
ターン露光の手法としてはマスクを用いたコンタクト露光、プロキシ露光、投影露光など
でもよいし、レーザや電子線などを用いてマスクなしに決められた位置にフォーカスして
直接描画する走査露光を用いてもよい。また、複屈折パターン作製材料の形態が枚葉であ
ればバッチ式露光、ロール形態であればRtoR式露光でもよい。前記露光の光源の照射波長
としては２５０～４５０ｎｍにピークを有することが好ましく、３００～４１０ｎｍにピ
ークを有することがさらに好ましい。具体的には、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、メタルハ
ライドランプ、青色レーザ等が挙げられる。好ましい露光量としては通常３～２０００ｍ
Ｊ／ｃｍ2程度であり、より好ましくは５～１０００ｍＪ／ｃｍ2程度、最も好ましくは１
０～５００ｍＪ／ｃｍ2程度である。パターン露光の解像度を１２００ｄｐｉ以上にする
ことにより、マイクロ印刷潜像が形成でき、好ましい。解像度を高めるためには、パター
ン露光時にパターン化光学異方性層が固体であり、尚且つ厚みが１０μｍ以下であること
が必要であり、好ましい。厚み１０μｍ以下で実現するためにはパターン化光学異方性層
が重合性液晶化合物を含む層を配向固定化したものであることが好ましく、重合性液晶化
合物が架橋機構の異なる２種類以上の反応性基を有することが特に好ましい。また、RtoR
式露光を使用する場合に用いる巻き芯としては、特に制限は無いが、外径10mm～3000mm程
度のものが好ましく、より好ましくは20mm～2000mm程度のもの、さらに好ましくは30mm～
1000mm程度のものである。巻き芯に巻きつける際のテンションとしては、特に制限は無い
が、1N～2000N程度が好ましく、より好ましくは3N～1500N程度であり、さらに好ましくは
5N～1000N程度である。
【００５２】
［パターン露光時の露光条件］
　複屈折パターン作製材料の２つ以上の領域に互いに露光条件の異なる露光を行う際、「
２つ以上の領域」は互いに重なる部位を有していても有していなくてもよいが、互いに重
なる部位を有していないことが好ましい。パターン露光は複数回の露光によって行われて
もよく、もしくは、例えば領域によって異なる透過スペクトルを示す２つ以上の領域を有
するマスク等を用いて１回の露光によって行われていてもよく、又は両者が組み合わされ
ていてもよい。すなわち、パターン露光時に、異なる露光条件で露光された２つ以上の領
域を生ずるような形で露光が行われていればよい。走査露光を用いる場合には、露光領域
によって光源強度を変える、露光領域の照射スポットを変える、走査速度を変えるなどの
手法で領域ごとに露光条件を変えることが可能であり、好ましい。
【００５３】
　露光条件としては、特に限定はされないが、露光ピーク波長、露光照度、露光時間、露
光量、露光時の温度、露光時の雰囲気等が挙げられる。この中で、条件調整の容易性の観
点から、露光ピーク波長、露光照度、露光時間、および露光量が好ましく、露光照度、露
光時間および露光量がさらに好ましい。パターン露光時に相異なる露光条件で露光された
領域はその後、焼成を経て相異なる、かつ露光条件によって制御された複屈折性を示す。
特に異なるレターデーション値を与える。すなわち、パターン露光の際に領域ごとに露光
条件を調整することにより、焼成を経た後に領域ごとに異なる、かつ所望のレターデーシ
ョンを有する複屈折パターンを作製することが可能である。なお、異なる露光条件で露光
された２つ以上の露光領域間の露光条件は不連続に変化させてもよいし、連続的に変化さ
せてもよい。
【００５４】
［マスク露光］
　露光条件の異なる露光領域を生じる手段の一つとして、露光マスクを用いた露光は有用
である。例えば１つの領域のみを露光するような露光マスクを用いて露光を行った後に、
温度、雰囲気、露光照度、露光時間、露光波長を変えて別のマスクを用いた露光や全面露
光を行うことで、先に露光された領域と後に露光された領域の露光条件は容易に変更する
ことができる。また、露光照度、あるいは露光波長を変えるためのマスクとして領域によ



(13) JP WO2013/042737 A1 2013.3.28

10

20

30

40

50

って異なる透過スペクトルを示す２つ以上の領域を有するマスクは特に有用である。この
場合、ただ一度の露光を行うだけで複数の領域に対して異なる露光照度、あるいは露光波
長での露光を行うことができる。異なる露光照度の下で同一時間の露光を行うことで異な
る露光量を与えることができることは言うまでもない。
【００５５】
［走査露光］
　走査露光は、例えば、光により所望の２次元パターンを描画面上に形成する描画装置を
応用して行うことができる。
　このような描画装置の代表的な例として、光ビーム発生手段から導出された光ビームを
、光ビーム偏向走査手段を介して被走査体上に走査させることにより、所定の画像等を記
録するように構成された画像記録装置がある。この種の画像記録装置では、画像等の記録
に際して、光ビーム発生手段から導出される光ビームを画像信号に対応して変調させる（
特開平７－５２４５３号公報）。
【００５６】
　また主走査方向に回転するドラムの外周面に貼着された被走査体上に対してレーザビー
ムを副走査方向に走査することで記録を行うタイプ、および、ドラムの円筒内周面に貼着
された被走査体上に対してレーザビームを回転走査させることで記録を行うタイプ（特許
２７８３４８１号）の装置も使用できる。
【００５７】
　さらに、描画ヘッドにより２次元パターンを描画面上に形成する描画装置を用いること
もできる。例えば、半導体基板や印刷版の作製で用いられている、露光ヘッドにより所望
の２次元パターンを感光材料等の露光面上に形成する露光装置が使用できる。このような
露光ヘッドとして代表的なものは、多数の画素を有し所望の２次元パターンを構成する光
点群を発生させる画素アレイを備えている。この露光ヘッドを、露光面に対して相対移動
させながら動作させることにより、所望の２次元パターンを露光面上に形成することがで
きる。
【００５８】
　上記のような露光装置としては、たとえば、ＤＭＤ（デジタルマイクロミラーデバイス
）を露光面に対して所定の走査方向に相対的に移動させるとともに、その走査方向への移
動に応じてＤＭＤのメモリセルに多数のマイクロミラーに対応した多数の描画点データか
らなるフレームデータを入力し、ＤＭＤのマイクロミラーに対応した描画点群を時系列に
順次形成することにより所望の画像を露光面に形成する露光装置が提案されている（特開
２００６－３２７０８４号公報）。
【００５９】
　露光ヘッドが備える空間光変調素子としては、上記のＤＭＤの以外の、空間光変調素子
を使用することもできる。なお、空間光変調素子は、反射型および透過型のいずれでもよ
い。そのほかの空間光変調素子の例としては、ＭＥＭＳ（Micro Electro Mechanical Sys
tems）タイプの空間光変調素子（ＳＬＭ；Special Light Modulator）、電気光学効果に
より透過光を変調する光学素子（ＰＬＺＴ素子）、液晶光シャッタ（ＦＬＣ）等の液晶シ
ャッターアレイなどが挙げられる。なお、ＭＥＭＳとは、ＩＣ製造プロセスを基盤とした
マイクロマシニング技術によるマイクロサイズのセンサ、アクチュエータ、そして制御回
路を集積化した微細システムの総称であり、ＭＥＭＳタイプの空間光変調素子とは、静電
気力を利用した電気機械動作により駆動される空間光変調素子を意味している。
【００６０】
　さらに、回折格子ライトバルブ（ＧＬＶ；Grating Light Valve）を複数ならべて二次
元状に構成したものを用いることもできる。
露光ヘッドの光源としては、上記したレーザ光源の他に、ランプ等も使用可能である。
【００６１】
［２つ以上の光学異方性層のパターン露光］
　複屈折パターン作製材料にパターン露光を行って得られた積層体の上に新たな複屈折パ
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ターン作製用転写材料を転写し、その後に新たにパターン露光を行ってもよい。この場合
、一度目及び二度目ともに未露光部である領域（通常レターデーション値が一番低い）、
一度目に露光部であり二度目に未露光部である領域、及び、一度目及び二度目ともに露光
部である領域（通常レターデーション値が一番高い）でベーク後に残るレターデーション
の値を効果的に変えることができる。なお、一度目に未露光部であり二度目に露光部であ
る領域は、二度目の露光により一度目及び二度目ともに露光部である領域と同様となると
考えられる。同様にして転写とパターン露光を交互に三度、四度と行うことにより、四つ
以上の領域を作ることも容易にできる。この手法は、異なる領域の間で、露光条件だけで
は与え得ないような差異（光学軸の方向の違いや非常に大きなレターデーションの差異な
ど）を持たせたい時に有用である。
【００６２】
［加熱（ベーク）］
　パターン露光された複屈折パターン作製材料に対して５０℃以上４００℃以下、好まし
くは８０℃以上４００℃以下に加熱を行うことにより複屈折パターンを作製することがで
きる。加熱に使用する機器としては、温風炉、マッフル炉、IRヒーター、セラミックヒー
ター、電気炉等が使用できる。また、複屈折パターン作製材料の形態が枚葉であればバッ
チ式加熱、ロール形態であればRtoR式加熱でもよい。RtoR式加熱を使用する場合に用いる
巻き芯としては、特に制限は無いが、外径10mm～3000mm程度のものが好ましく、より好ま
しくは20mm～2000mm程度のもの、さらに好ましくは30mm～1000mm程度のものである。巻き
芯に巻きつける際のテンションとしては、特に制限は無いが、1N～2000N程度が好ましく
、より好ましくは3N～1500N程度であり、さらに好ましくは5N～1000N程度である。
　なお、複屈折パターンはレターデーションが実質的に０である領域を含んでいてもよい
。例えば、２種類以上の反応性基を有する液晶性化合物を用いて光学異方性層を形成した
場合において、パターン露光で未露光であると上記ベークによってレターデーションが消
失し、実質的に０となる場合がある。
【００６３】
　ベークを行った複屈折パターン材料の上には、新たな複屈折パターン作製用転写材料を
転写し、その後に新たにパターン露光とベークを行ってもよい。この場合、一度目及び二
度目の露光条件で組み合わせて、二度目のベーク後に残るレターデーションの値を効果的
に変えることができる。この手法は、例えば互いに遅相軸の方向が異なる複屈折性を持つ
二つの領域を互いに重ならない形で作りたい時に有用である。
【００６４】
［熱書き込み］
　上記のように、未露光領域にベークを行うことによってレターデーションを実質的に０
にすることが可能であるため、複屈折パターンを有する物品には、パターン露光に基づく
潜像に加えて、熱書き込みによる潜像が含まれていてもよい。熱書き込みはサーマルヘッ
ド又は、赤外線やＹＡＧなどのレーザ描画を用いて行うことができる。例えば、サーマル
ヘッドを有する小型のプリンタとの組み合わせで、秘匿を必要とする情報（個人情報、暗
証番号、意匠性を損なう商品管理コードなど）を簡便に潜像化することができ、ダンボー
ル箱などに熱書き込みする赤外線やＹＡＧレーザをそのまま用いることもできる。
【００６５】
［本発明の物品の機能性層］
　本発明の物品が含みうる機能性層としてはパターン化光学異方性層の他に、支持体、配
向層、印刷層等のほか、複屈折パターン転写箔を用いて作製された物品場合においては、
接着層、などが挙げられる。これらの機能性層はあらかじめ複屈折パターン作製材料に含
まれていてもよいし、パターン化光学異方性層が作製された後に形成されてもよい。
【００６６】
　機能性層はディップコート法、エアーナイフコート法、スピンコート法、スリットコー
ト法、カーテンコート法、ローラーコート法、ワイヤーバーコート法、グラビアコート法
やエクストルージョンコート法（米国特許２６８１２９４号明細書）による塗布により形
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成することができる。またこの場合、二層以上の層を同時に塗布してもよい。同時塗布の
方法については、米国特許２７６１７９１号、同２９４１８９８号、同３５０８９４７号
、同３５２６５２８号の各明細書および原崎勇次著、コーティング工学、２５３頁、朝倉
書店（１９７３）に記載がある。また機能性層の性質に応じて、上記の他の形成法が用い
られてもよい。
【００６７】
［支持体］
　本発明の物品を構成する支持体としては特に限定はなく剛直なものでもフレキシブルな
ものでもよいが、フレキシブルなものが好ましい。剛直な支持体としては特に限定はない
が表面に酸化ケイ素皮膜を有するソーダガラス板、低膨張ガラス、ノンアルカリガラス、
石英ガラス板等の公知のガラス板、アルミ板、鉄板、ＳＵＳ板などの金属板、樹脂板、セ
ラミック板、石板などが挙げられる。フレキシブルな支持体としては特に限定はないがセ
ルロースエステル（例、セルロースアセテート、セルロースプロピオネート、セルロース
ブチレート）、ポリオレフィン（例、ノルボルネン系ポリマー）、ポリ（メタ）アクリル
酸エステル（例、ポリメチルメタクリレート）、ポリカーボネート、ポリエステルおよび
ポリスルホン、ノルボルネン系ポリマーなどのプラスチックフィルムや紙、アルミホイル
、布などが挙げられる。取扱いの容易さから、剛直な支持体の膜厚としては、１００～３
０００μｍが好ましく、３００～１５００μｍがより好ましい。フレキシブルな支持体の
膜厚としては、３～５００μｍが好ましく、１０～２００μｍがより好ましい。
前述のように支持体が前記の物品であってもよい。
【００６８】
［配向層］
　パターン化光学異方性層として、液晶性化合物を含む溶液を塗布乾燥して液晶相を形成
した後、加熱または光照射して重合固定化した光学異方性層から形成された層を用いた場
合等において、本発明の物品は、配向層を有していてもよい。配向層は、一般に支持体も
しくは仮支持体上又は支持体もしくは仮支持体上に塗設された下塗層上に設けられる。配
向層は、その上に設けられる液晶性化合物の配向方向を規定するように機能する。配向層
は、光学異方性層に配向性を付与できるものであれば、どのような層でもよい。配向層の
好ましい例としては、有機化合物（好ましくはポリマー）のラビング処理された層、アゾ
ベンゼンポリマーやポリビニルシンナメートに代表される偏光照射により液晶の配向性を
発現する光配向層、無機化合物の斜方蒸着層、およびマイクログルーブを有する層、さら
にω－トリコサン酸、ジオクタデシルメチルアンモニウムクロライドおよびステアリル酸
メチル等のラングミュア・ブロジェット法（ＬＢ膜）により形成される累積膜、あるいは
電場あるいは磁場の付与により誘電体を配向させた層を挙げることができる。配向層とし
てはラビングの態様ではポリビニルアルコールを含むことが好ましく、配向層の上または
下の少なくともいずれか１層と架橋できることが特に好ましい。配向方向を制御する方法
としては、光配向層およびマイクログルーブが好ましい。光配向層としては、ポリビニル
シンナメートのように二量化によって配向性を発現するものが特に好ましく、マイクログ
ルーブとしてはあらかじめ機械加工またはレーザ加工により作製したマスターロールのエ
ンボス処理が特に好ましい。
【００６９】
［接着層］
　複屈折パターン転写箔を用いて作製された本発明の物品などにおいては、接着層が含ま
れていてもよい。接着層としては感圧性樹脂層、感光性樹脂層および感熱性樹脂層などを
用いることができる。
【００７０】
［反射層］
　複屈折パターン転写を有する物品は必要とする視覚効果を得るために反射層を有してい
てもよい。反射層としては特に限定されないが偏光解消性のないものが好ましく、金属薄
膜層、金属粒子含有層、誘電体薄膜層等が挙げられる。
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　金属薄膜層に用いられる金属としては特に限定されないがアルミ、クロム、ニッケル、
銀、金等が挙げられる。金属薄膜層は、単層膜であっても、多層膜であってもよく、例え
ば、真空製膜法、物理気相成長法および化学気相成長法等によって製造することができる
。反射性の金属粒子を含有する層としては、例えばゴールドやシルバー等のインキで印刷
された層が挙げられる。
　誘電体薄膜層は単層膜であっても、多層膜であってもよい。用いる材料としては隣接す
る層との屈折率差が大きい材料を用いて作製された薄膜が好ましい。高屈折率材料として
は、酸化チタン、酸化ジルコニウム、硫化亜鉛、酸化インジウム等が挙げられる。低屈折
率材料としては、二酸化珪素、フッ化マグネシウム、フッ化カルシウム、フッ化アルミニ
ウム等が挙げられる。
　支持体または基材自体が反射性を有するものであってもよい。
【００７１】
［印刷層］
　本発明の物品は必要とする視覚効果を得るために印刷層を有していてもよい。印刷層と
は、可視または紫外線や赤外線などで視認できるパターンを形成した層などが挙げられる
。ＵＶ蛍光インクやＩＲインクはそれ自体もセキュリティ印刷であるため、セキュリティ
性が向上するので好ましい。印刷層を形成する方法は特に限定はないが、一般的に知られ
ている凸版印刷、フレキソ印刷、グラビア印刷、オフセット印刷、スクリーン印刷の他、
インクジェットやゼログラフィなどを用いることができる。インクとしては、各種インク
を用いることができるが、耐久性の観点から、ＵＶインクを用いることが好ましい。また
、解像度を１２００ｄｐｉ以上のマイクロ印刷にすることによっても、セキュリティ性を
高めることができるので好ましい。
　印刷層による画像は、偏光板を介して観察された際に不可視な複屈折パターン（潜像）
と組み合わせて観測され、周期的な構造を含む像を形成していてもよい。また、印刷層に
よる画像は、潜像とは独立してデザインされ形成されたものであってもよい。
【００７２】
［本発明の物品の潜像の確認］
　本発明の本発明の物品の潜像または潜像と非潜像の組み合わせは、偏光フィルムを介し
て確認することができる。追加のシートを用いて確認できる特定の効果を加えた潜像は、
偏光フィルムと追加のシートとを介して観察することにより確認することができる。
　追加のシートとしては、上述のレンズ集合体シートまたは万線シートなどが挙げられる
。レンズ集合体シートを用いた態様においては、レンズ集合体シートや偏光フィルムを回
転させて位置合わせをすることにより、立体視効果を有する潜像を確認することができ、
レンズ集合体シート、偏光フィルムの厳密な位置合わせが不要である。
　特定の追加のシートで効果が確認できる構成で作製された本発明の物品に対応する追加
のシートと偏光フィルムとを、該物品の観察に適した方向性で重ね合わせて、本発明の物
品の観察用のシートとして提供することも可能である。
【実施例】
【００７３】
以下に実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明する。以下の実施例に示す材料、試薬
、物質量とその割合、操作等は本発明の趣旨から逸脱しない限り適宜変更することができ
る。従って、本発明の範囲は以下の具体例に制限されるものではない。
【００７４】
（配向層用塗布液ＡＬ－１の調製）
下記の組成物を調製し、孔径３０μｍのポリプロピレン製フィルタでろ過して、配向層用
塗布液ＡＬ－１として用いた。
──────────────────────────────────
配向層用塗布液組成（％）
──────────────────────────────────
ポリビニルアルコール（ＰＶＡ２０５、クラレ（株）製）　　　　３．２１
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ポリビニルピロリドン（Ｌｕｖｉｔｅｃ　Ｋ３０、ＢＡＳＦ社製）１．４８
蒸留水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５２．１０
メタノール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３．２１
──────────────────────────────────
【００７５】
（光学異方性層用塗布液ＬＣ－１の調製）
　下記の組成物を調製後、孔径０．２μｍのポリプロピレン製フィルタでろ過して、光学
異方性層用塗布液ＬＣ－１として用いた。
　ＬＣ－１－１は２つの反応性基を有する液晶化合物であり、２つの反応性基の片方はラ
ジカル性の反応性基であるアクリル基、他方はカチオン性の反応性基であるオキセタン基
である。
【００７６】
──────────────────────────────────
光学異方性層用塗布液組成（％）
──────────────────────────────────
重合性液晶化合物（ＬＣ－１－１）　　　　　　　　　　　　　３２．８８
水平配向剤（ＬＣ－１－２）　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０５
カチオン系光重合開始剤
（ＣＰＩ１００－Ｐ、サンアプロ株式会社製）　　　　　　　　　０．６６
重合制御剤
（ＩＲＧＡＮＯＸ１０７６、チバ・スペシャルティ・ケミカルズ（株）製）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０７
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４６．３４
シクロヘキサノン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０．００
──────────────────────────────────
【００７７】
【化１】

【００７８】
（添加剤層ＯＣ－１の調製）
　下記の組成物を調製後、孔径０．２μｍのポリプロピレン製フィルタでろ過して、転写
接着層用塗布液ＯＣ－１として用いた。ラジカル光重合開始剤ＲＰＩ－１としては２－ト
リクロロメチル－５－（ｐ－スチリルスチリル）１，３，４－オキサジアゾールを用いた
。下記組成はその溶液としての使用量である。
【００７９】
──────────────────────────────────
添加剤層用塗布液組成（質量％）
──────────────────────────────────
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バインダ（ＭＨ－１０１－５、藤倉化成（株）製）　　　　　　　７．６３
ラジカル光重合開始剤（ＲＰＩ－１）　　　　　　　　　　　　　０．４９
界面活性剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．０３
（メガファックＦ－１７６ＰＦ、大日本インキ化学工業（株）製）
メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９１．８５
──────────────────────────────────
【００８０】
（複屈折パターン作製材料Ｐ－１の作製）
　厚さ５０μｍのポリイミドフィルム（カプトン２００Ｈ、東レデュポン（株）製）の上
にアルミニウムを６０ｎｍ蒸着し、反射層つき支持体を作製した。そのアルミニウムを蒸
着した面上にワイヤーバーを用いて配向層用塗布液ＡＬ－１を塗布、乾燥した。乾燥膜厚
は０．５μｍであった。配向層をラビング処理した後、ワイヤーバーを用いて光学異方性
層用塗布液ＬＣ－１を塗布、膜面温度９０℃で２分間乾燥して液晶相状態とした後、空気
下にて１６０Ｗ／ｃｍの空冷メタルハライドランプ（アイグラフィックス（株）製）を用
いて紫外線を照射してその配向状態を固定化して厚さ４．５μｍの光学異方性層を形成し
た。この際用いた紫外線の照度はＵＶ－Ａ領域（波長３２０ｎｍ～４００ｎｍの積算）に
おいて５００ｍＷ／ｃｍ2、照射量はＵＶ－Ａ領域において５００ｍＪ／ｃｍ2であった。
光学異方性層のレターデーションは４００ｎｍであり、２０℃で固体のポリマーであった
。最後に、光学異方性層の上に添加剤層用塗布液ＯＣ－１を塗布、乾燥して０．８μｍの
添加剤層を形成し、複屈折パターン作製材料Ｐ－１を作製した。
【００８１】
（実施例１：周期性構造を含む複屈折パターンを有する物品）
　複屈折パターン作製材料Ｐ－１をレーザ走査露光によるデジタル露光機（ＩＮＰＲＥＸ
　ＩＰ－３６００Ｈ、富士フイルム（株）製）にて図１１に示すように、ＲｔｏＲでパタ
ーン露光した。図１１中、無地で示した領域の露光量が０ｍＪ／ｃｍ2、斜線で示した領
域の露光量が８ｍＪ／ｃｍ2、縦線で示した領域の露光量が２５ｍＪ／ｃｍ2、十字黒塗り
部で示した領域の露光量が１５０ｍＪ／ｃｍ2となるように露光した。図１１中、十字黒
塗り部で示す露光部は周期構造を成すようデザインされている（周期＝２４０μｍの点描
）。その後、遠赤外線ヒータ連続炉を用い、ＲｔｏＲにて、膜面温度が２１０℃となるよ
うに２０分間加熱して、複屈折パターンを有する物品Ｐ－２を作製した。物品Ｐ－２の上
に偏光板（ＨＬＣ－５６１８、サンリッツ（株）製）をかざしたところ、所定の方向でか
ざしたときに、物品Ｐ－２に施した複屈折パターンを確認することができた。図１１中、
無地の部分に対応する地のアルミ箔が銀色を呈するのに対し、斜線部に対応する部分は紺
色ないし水色、縦線部は黄色ないし橙色を呈する二色の帯状パターンが観察された。
【００８２】
　さらに偏光板の上からレンズ集合体シート（グラパックジャパン（株）製のマイクロレ
ンズアレイシート：周期＝256μm）をかざすと、周期構造デザインが奥行き感のある背景
となり（紫色の十字模様が奥側に沈み込むように見える）、帯状デザインが浮き上がって
見えた。図１２に、作製した複屈折パターンの構成とレンズ集合体シートの関係の断面図
を模式的に示す。図１２中、斜線及び縦線で示す露光部は帯状を成すデザインであり、そ
の幅は3mmである。また、周期構造デザインの周期と構造単位の大きさの関係を図１３に
示す。
【００８３】
（実施例２：周期性構造を含む複屈折パターンを有する物品）
　複屈折パターン作製材料Ｐ－１をレーザ走査露光によるデジタル露光機（ＩＮＰＲＥＸ
　ＩＰ－３６００Ｈ、富士フイルム（株）製）にて図１４に示すように、ＲｔｏＲでパタ
ーン露光した。図１４中、デザイン１で示した領域のうち、無地部分の露光量が０ｍＪ／
ｃｍ2、黒塗り部分の露光量が８ｍＪ／ｃｍ2となるように露光した（それぞれの線幅は1m
m）。図１４中、デザイン２で示した領域のうち、無地部分の露光量が０ｍＪ／ｃｍ2、網
目線部分の露光量が２５ｍＪ／ｃｍ2となるように露光した（それぞれの線幅は1mm）。図
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１４に示すような、デザイン１及び２を200μmごとに200μmの間隔を空けた縞状画像に加
工し組み合わせたデザイン（周期＝400μmの画像となる）を作製するためには、画像編集
ソフト「ステレオフォトメーカー」を使用した。デザイン１及び２のベタ画像をそれぞれ
用意し、ソフトに入力することで縞状画像に加工した。
【００８４】
　その後、遠赤外線ヒータ連続炉を用い、ＲｔｏＲにて、膜面温度が２１０℃となるよう
に２０分間加熱して、複屈折パターンを有する物品Ｐ－３を作製した。物品Ｐ－３の上に
偏光板（ＨＬＣ－５６１８、サンリッツ（株）製）をかざしたところ、所定の方向でかざ
したときに、物品Ｐ－３に施した複屈折パターンを確認することができた。図１４中、デ
ザイン１部は紺色ないし水色及び銀色（地のアルミ箔の色）による斜めのストライプ模様
、デザイン２部は黄色ないし橙色及び銀色（地のアルミ箔の色）による横のストライプ模
様を呈する、２パターンの混合イメージが観察された。
【００８５】
　さらに万線シートをかざすと、合わせる位置によってデザイン１のみもしくはデザイン
２のみが浮かび上がった。図１５に模式的に示す配置で万線シートをかざした場合には、
デザイン１のみが見えた。なお、万線シートは、200μm幅の縞状模様（周期＝400μmとな
る）をOHPシートに印刷することで自作した。印刷には市販プリンタ（富士ゼロックス製
　Docuprint C3530）を使用した。
【符号の説明】
【００８６】
１０１　パターン化光学異方性層
１１　　（仮）支持体
１３　　反射層又は半透過半反射層
１４　　配向層
１５　　粘着層
１６　　印刷層
１７　　力学特性制御層
１８　　転写層
１９　　添加剤層又は表面層
２１　　偏光板
２２　　レンズ集合体シート
２３　　万線シート
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